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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

特徴的な物性を持つ物質群を薄膜化してヘテロ構造や微細構造を作製し、エレクト
ロニクス応用を試みた。特に、低次元導電体やアモルファス構造を持つ超伝導体に
着目して研究を進めている。特徴的な原子の配列により現れる物性の解明と、それ
に基づくエレクトロニクス応用を検討している。

実験
Experimental

クリーンルームでの電子線リソグラフィー、フォトリスグラフィーによるデバイス
試作。電子顕微鏡による試料観察。

結果と考察
Results and Discussion

既存の導電体と比較して、極薄膜において高い電気伝導性を有する薄膜を作製する
ことができた。同じ特性を半導体デバイス上で実現できれば、配線や電極など
様々な応用の可能性がありうる。今後はデバイスへの実装とエレクトロニクス応用
を実現するために研究を進めていく。

図・表・数式
Figures, Tables and
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